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Guard Resin

The Guard Resin is a hydrophobic, highly crosslinked, 
porous polydivinylbenzene based adsorbent. Due to 
its high hydrophobicity it will remove certain organic 
impurities, notably organic impurities that are 
hydrophobic, more efficiently than e.g. the Prefilter 
Resin. The Guard Resin is generally used in reversed 
phase chromatography and solid phase extraction, 
and for the adsorption of biomolecules of up to 14 
kDa. It has a surface area of > 600 m2/g and a 
typical porosity in the order of 300 – 500 Å. The 
resin shows high mechanical and chemical stability, 
and it may be used over the whole pH range.

The Guard Resin is TSE/BSE/GMO free.

• Removal of organic 
impurities

• Ge-68 (in combination with 
ZR Resin)

Main Applications :   
   

Another application of the Guard Resin is the 
separation, in combination with the ZR Resin, of Ge-
68 from GaNi or GaCo targets. The actual separation 
of Ge from the target material is performed on two 
consecutive ZR Resin cartridges. The Guard Resin 
may then be used in the final step of the purification, 
namely the conversion of final product Ge-68 
from dilute citric acid to dilute hydrochloric acid.
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Guardレジン
Guard レジンは、疎水性で、高度架橋の多孔性ポリジ

ビニルベンゼンベースの吸着剤です。その疎水性の高さ
により、特定の有機不純物、特に疎水性の有機不純物を、
例えばプレフィルターレジンよりも効果的に除去します。
Guard レジンは、逆相クロマトグラフィーや固相抽出、
14kDa までの生体分子の吸着に一般的に使用されていま
す。表面積は＞ 600m2/g で、細孔径は 300 〜 500Å 
です。このレジンは、機械的および化学的に高い安定性を
示し、すべての pH 範囲で使用できる可能性があります。

Guard レジンのもう一つの用途に、ZR レジンと組み合
わせて、GaNi や GaCo ターゲットからの Ge-68 分離が
あります。ターゲット物質からの実際の Ge 分離には、ZR
レジンカートリッジを 2 つ連結して使用します。その後、
精製の最終段階、すなわち最終物質の Ge-68 を希クエン
酸から希塩酸へ置き換えるために Guard レジンを使用し
ます。

Guard レジンは TSE /BSE / GMO フリーです。

主なアプリケーション
● 有機不純物の除去に…
● Ge-68 の分離に… 
 （ZR レジンと組み合わせて）


